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(57) 摘要

一种环形磁控溅射装置，属于真空镀膜领域。

目的在于解决现有技术中短部磁场不被作为工作

有效区的问题，提高靶材的利用率。本发明的磁控

溅射装置还包括内充气管、压靶材条、靶体以及内

屏蔽板；内磁钢、外磁钢、极靴组装在靶体上，靶

体上面有靶基，靶基上有内外两圈压靶材条，靶材

条位于靶基上，他们的组装体外设有外屏蔽板，所

述内屏蔽板上部、内磁钢之外有内充气管，所述外

磁钢及所述内磁钢与所述极靴组成一个环形的磁

场。所述内磁钢为环状矩形磁钢，加长短部溅射

区域，使短部区域的溅射也可作为工作的有效区

域，提高了靶材的利用率，降低生产成本；此装置

中间有一长形的孔，在其中装有内屏蔽板，再通过

这一长形的孔装入内充气管，使起弧容易。
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1. 一种环形磁控溅射装置，包括外充气管（1）、靶材（2）、靶基（3）、外磁钢（6）、内磁钢

（10）、极靴（9）及外屏蔽板（7），其特征在于，所述内磁钢（10）中间开有矩形孔进而形成环

状矩形磁钢，所述极靴（9）中间开的孔与所述内磁钢（10）中间开的孔的大小相同；所述极

靴（9）的长度及宽度与所述外磁钢（6）的长度及宽度相同；所述内磁钢（10）和所述外磁钢

（6）置于所述极靴（9）上，所述外磁钢（6）外边缘与所述极靴（9）外边缘对齐，所述内磁钢

（10）中间开的孔的内边缘与所述极靴（9）中间开的孔的内边缘对齐；所述外磁钢（6）及所

述内磁钢（10）与所述极靴（9）形成一个环形的磁场。

2. 根据权利要求 1 所述的环形磁控溅射装置，其特征在于，所述环形磁控溅射装置还

包括内充气管（4）、压靶材条（5）、靶体（8）以及内屏蔽板（11）；所述内磁钢（10）、外磁钢

（6）、极靴（9）组装在靶体（8）上，所述靶体（8）上面设有靶基（3），所述靶基（3）上设有内

外两圈压靶材条（5），所述压靶材条（5）位于靶基（3）上，整个溅射装置外部设有外屏蔽板

（7），所述内屏蔽板（11）上部、内磁钢（10）之外设有内充气管（4）。

3. 根据权利要求 2 所述的磁控溅射装置，其特征在于，所述外磁钢（6）、极靴（9）、靶体

（8）及靶基（3）均为矩形的环。

4.根据权利要求 2所述的磁控溅射装置，其特征在于，所述靶体（8）和靶基（3）组成的

整体为密封体。
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一种环形磁控溅射装置 

技术领域

[0001] 本发明属于真空镀膜领域，具体涉及一种真空镀膜领域中真空沉积用的环形磁控

溅射装置。 

背景技术

[0002] 随着科学技术的发展，真空沉积制备的产品和器件越来越多，磁控溅射靶是其关

键的部件。磁控溅射靶主要的又分为柱状磁控溅射靶和平面磁控溅射靶。平面磁控溅射靶

又分为圆形磁控溅射靶和长的矩形磁控溅射靶。圆形磁控溅射靶往往用于科研实验和小的

器件制作；长的矩形磁控溅射靶往往用于大规模的工业生产，大量地应用于电极的制作。 

[0003] 常规的矩形磁控溅射靶的结构剖面示意图如图 1所示，包括外充气管 1、靶材 2、靶

基 3、外磁钢 6、内磁钢 10、极靴 9及外屏蔽板 7；所述外屏蔽板 7的上部、外磁钢 6之外装有

外充气管 1，外屏蔽板 7 位于外磁钢 6 外部，周围一圈外磁钢 6 为一个磁极，中间有一条内

磁钢 10为另一个磁极，它们同极靴 9组成一个环形的磁场，由于这两个磁极贴近靶基 3，则

在靶基 3上形成一个封闭磁场，在靶基 3上加上负高压或高频电压，产生了一个磁封闭电磁

场，电离的气体离子将在这一电磁封闭的区域做螺旋运动，不断地轰击靶基 3 上的靶材 2，

从而使靶材 2 产生溅射沉积；但其工作的有效区往往只限于在长部磁场的区域，而短部磁

场的区域由于溅射不均匀而不作为工作的有效区；因此一般磁控溅射设备的圆形和矩形靶

材理论上的利用率只有 10%-30%，生产成本居高不下，工作的有效区是指磁场分布均匀的区

域。 

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提出一种环形磁控溅射装置，解决现有技术中短部磁场不被作

为工作有效区的问题，提高靶材的利用率。 

[0005] 为实现上述目的，本发明的一种环形磁控溅射装置包括外充气管、靶材、靶基、外

磁钢、内磁钢、极靴及外屏蔽板，所述内磁钢中间开有矩形孔进而形成环状矩形磁钢，所述

极靴中间开的孔与所述内磁钢中间开的孔的大小相同； 所述极靴的长度及宽度与所述外

磁钢的长度及宽度相同；所述内磁钢和所述外磁钢置于所述极靴上，所述外磁钢外边缘与

所述极靴外边缘对齐，所述内磁钢中间开的孔的内边缘与所述极靴中间开的孔的内边缘对

齐；所述外磁钢及所述内磁钢与所述极靴形成一个环形的磁场。 

[0006] 所述环形磁控溅射装置还包括内充气管、压靶材条、靶体以及内屏蔽板；所述内磁

钢、外磁钢、极靴组装在靶体上，所述靶体上面设有靶基，所述靶基上设有内外两圈压靶材

条，所述压靶材条位于靶基上，整个溅射装置外部设有外屏蔽板，所述内屏蔽板上部、内磁

钢之外设有内充气管。 

[0007] 所述外磁钢、极靴、靶体及靶基均为矩形的环。 

[0008] 所述靶体和靶基组成的整体为密封体。 

[0009] 本发明的有益效果为：与传统的技术相比，本发明的溅射装置内磁钢采用环状矩
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形磁钢，加长了短部的溅射区域，使短部区域的溅射也可作为工作的有效区域，提高了靶材

的利用率，降低生产成本；此装置中间有一长形的孔，在其中装有内屏蔽板，再通过这一长

形的孔装入内充气管，使起弧容易。 

附图说明

[0010] 图 1为普通磁控溅射装置侧剖视示意图； 

[0011] 图 2为本发明环形磁控溅射装置半剖视示意图； 

[0012] 图 3为图 2所示的环形磁控溅射装置的 A-A剖视图； 

[0013] 其中：1、外充气管，2、靶材，3、靶基，4、内充气管，5、压靶材条，6、外磁钢，7、外屏蔽

板，8、靶体，9、极靴，10、内磁钢，11、内屏蔽板。 

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本发明作进一步描述。 

[0015] 实施例一： 

[0016] 参加附图 2、3，本发明的环形磁控溅射装置，包括外充气管 1、靶材 2、靶基 3、内充

气管 4、压靶材条 5、外磁钢 6、外屏蔽板 7、靶体 8、极靴 9、内磁钢 10及内屏蔽板 11；外磁钢

6是矩形的环，内磁钢 10也是矩形的环，极靴 9同样是矩形的环，它们组装在矩形的环状槽

的靶体 8内，在它们的上面有靶基 3，靶基 3同样是矩形的。靶体 8和它上面的靶基 3组成

了一个真空和水的密封体， 靶体 8的下部有水的进出口。在靶基 3上有内外两圈矩形的压

靶材条 5，它们把矩形的靶材 2 压在靶基 3 上。在它们的组装体外有外屏蔽板 7，在它们组

装体的矩形孔洞内装有内屏蔽板 11，下部有底屏蔽板。整个屏蔽板是电学接地的。在外屏

蔽板 7的上部，外磁钢 6之外装有外充气管 1，内屏蔽板 11的上部内磁钢 10之内装有内充

气管 4，它们可以同时充入溅射气体和反应气体。在靶体 8内的外磁钢 6，为一个磁极，中间

的内磁钢 10，为另一个磁极，它们同极靴 9组成一个矩形的环状的磁场。在这个矩形的环状

磁场中，由于这两个磁极贴近靶基 3，则在靶基 3上形成一个封闭矩形强磁场。工作时，在靶

基 3 上加有负高压或高频电压，这样就产生了一个磁封闭的电磁场，电离的气体离子将在

这一电磁封闭的区域内做螺旋运动，不断地轰击靶基 3上的靶材 2，从而使靶材 2产生溅射

沉积。 

[0017] 实施例二： 

[0018] 本实施例是一生产透明导电薄膜的磁控溅射靶。外磁钢 6 是矩形的环，它的长边

410mm，短边 260mm，磁钢宽 15mm；内磁钢 10 也是矩形的环，它的长边 260mm，短边 110mm，磁

钢宽 15mm；极靴 9 同样是矩形的环，它的长边 410mm，短边 260mm，厚 10mm，它的中间开有长

边 230mm，短边 80mm 的孔；它们组装在矩形的环状槽的靶体 8 内，在它们的上面有靶基 3，

靶基 3 同样是矩形的，它的长边 430mm，短边 280mm，厚 5mm，它的中间开有长边 210mm，短边

60mm的孔。靶体 8和它上面的靶基 3组成了一个真空和水的密封体，靶体 8的下部有水的进

出口。在靶基 3上有内外两圈矩形的压靶材条 5，它们把矩形的靶材 2压在靶基 3上。靶材

2同样是矩形的环它的长边 400mm，短边 250mm，厚 6mm，它的中间开有长边 240mm，短边 90mm

的孔。在它们的组装体外有外屏蔽板 7，在它们组装体的矩形孔洞内装有内屏蔽板 11，下部

有底屏蔽板。整个屏蔽板是电学接地的。在外屏蔽板 7 的上部，外磁钢 6 之外装有外充气
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管 1，在内屏蔽板 11的上部，内磁钢 10之内装有内充气管 4，它们可以同时充入溅射气体和

反应气体。在靶体 8内的外磁钢 6，为一个磁极，中间的内磁钢 10，为另一个磁极，它们同极

靴 9组成一个矩形的环状的磁场，这个磁场是一个 60mm宽的矩形强磁场区。在这个矩形的

环状强磁场磁场中，由于这两个磁极贴近靶 基 3，则在靶基 3 上形成一个封闭矩形环状强

磁场磁场。工作时，在靶基 3 上加有负高压或高频电压，这样就产生了一个磁封闭电磁场，

电离的气体离子将在这一电磁封闭的区域内做螺旋运动，不断地轰击靶基 3上的靶材 2，从

而使靶材 2产生溅射沉积。 

说  明  书CN 102864426 B

5



1/2页

6

图 1

图 2
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图 3
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